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【緒言】スピントロニクス研究分野においてスピン注入の高効率化は大きな課題の一つである。

当研究室では、最近、磁性薄膜のエッジを利用した高効率スピン注入手法を提案した。この手法

では磁性薄膜のエッジからスピンを注入する。このとき、デバイスの作製上、基板には熱加工性

に優れた低融点ガラスを用いる。一方、磁性体であるCo薄膜の磁気特性や表面粗さ等は、基板の

影響を大きく受け、これまでに様々な研究がなされてきた1, 2)。しかし、低融点ガラスの一つであ

るホウ酸塩ガラス上のCo薄膜に関する報告は未だない。そこで本研究では、高効率スピン注入デ

バイスの創製に向け、ホウ酸塩ガラス上のCo磁性薄膜の構造および磁気特性の調査を目的とした。 

【実験】電子ビーム蒸着法によりホウ酸塩ガラス(五鈴精工硝子製、屈伏点 503℃、10 mm×10 mm

×2 mm)上にCo薄膜を磁場中で21 nm成膜した。Co薄膜の膜厚は透過光強度法によって評価した。

Co薄膜およびガラスの表面状態は原子間力顕微鏡(AFM)を用いて観察した。磁気特性は集光型面

内磁気光学カー効果(MOKE)を用いて評価した。最大印加磁場は1 kOe、面内印加磁場回転角は

0-90
o、観測スポットサイズ径は3 μmとした。 

【結果と考察】Fig. 1にガラスおよびCo/ガラス上の表

面AFM像を示す。これらの表面粗さRaはそれぞれ0.61, 

0.97 nmとなり、ガラス上に平坦なCo薄膜が形成され

ることがわかった。Fig. 2にMOKE測定によって得られ

たCo/ガラスの磁化曲線を示す。実丸は実験結果で、

実線はStoner-Wohlfarthモデルによる計算結果である。

角度は磁化容易軸方向と磁場のなす角とした。Fig. 2

より実験結果と計算結果が良い一致を示すことがわ

かる。これはガラス上に形成したCo薄膜はほぼ単磁区

構造を示すことを意味する。今後は、本研究により実

現した単磁区構造を有する平坦なCo薄膜を用い、スピ

ン注入デバイスへの応用を目指す。 
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Fig. 2 Magnetization curves of Co/glass 
by MOKE measurement. 
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Fig. 1 Surface AFM images of (a) glass and 

(b) Co/glass. 
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